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１．概要（Summary） 

これまでにナノスケールの凹凸が細胞の成長や接着に

影響を及ぼすことが報告されている[1]。その為、細胞の増

殖挙動を解析するため、微細な周期構造が設けられた基

板上での細胞培養が注目を集めている。 

本検討では、ナノ周期構造を作製する為、電子線ビー

ムリソグラフィを用いた形状の作製を行った。その際、基

板は細胞の観察を容易にするためガラス基板を用いた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

125kV電子線描画装置 

【実験方法】 

電子線リソグラフィ用ポジ型レジスト（gL-2000）をガラス

基板上に 400 nm塗布した。その後、125kV電子線描画

装置を用いて露光後、現像しパターンを形成した。ドット

数 200000 dots、フィールドサイズ 500 µm2、フィードピッ

チ 4 dots（10 nm）、エリアドーズ 30.0 μC/cm2、ビーム電

流 1.0×10-9 A とした。 

目的とした構造はドットアレイ状である。ドット直径は 50 

nm とし、ピッチを 100 nmおよび 150 nm とした 2 種類

のパターンを作製した。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

電子線リソグラフィ後の SEM画像をFig. 1、2に示す。

それぞれ、ピッチを 100 nm、150 nm としたものである。

SEM 画像より、各パターンにおいて、ドット直径 20%、ピ

ッチ 1%以内の誤差率で、ガラス基板上へナノ構造の形

成に成功しことを確認した。今後、本基板を用いて細胞培

養を行い、増殖挙動との関連性を検討していく予定であ

る。 

   

Fig. 1 SEM image after patterning with gL-2000 

   （Dot diameter: 50 nm, Pitch: 100 nm） 

   

Fig. 2 SEM image after patterning with gL-2000 

   （Dot diameter: 50 nm, Pitch: 150 nm） 
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